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摘 要

本研究嘗試改良製作奈米粉末的製程與設備，以電漿電弧為加熱源，其優點主要是輸出功率大、可針對各種金屬與陶瓷材

料進行加熱蒸發、適用於實驗室規模量產。藉由文獻與專利的收集，對其製程加以改良與設計並制定製程參數，並經由收

集槽所獲得的粉末，來評估本製程設備的穩定性、粉體產率及其優劣情況。 　　實驗結果顯示，經過高解析穿透式電子顯

微鏡的影像分析得到，WO3粉體的平均粒徑在不同製程壓力下分別為37torr是5.9nm、75torr是9.6nm、150torr是10.7nm

、300torr是12.5nm、400torr是14.4nm。從觀察得知隨著製程壓力的增加其粉體粒徑也會增加，最大、最小粒徑的分佈範圍

約為4~55nm；同時從實驗結果也可得知製程壓力對粉體生產率的關係兩者呈近似線性成長。此外，利用X光繞射與X光吸

收光譜檢測可以得知低壓37torr與75torr的繞射結果為WOx，這是因為在WO3粉體的生成過程中已經發生相變化而產生缺

陷。而150torr以後的繞射結果顯示壓力提高後結晶性變弱。這表示本實驗設備可以藉由控制製程參數有效達到不同的粉體

晶體結構與粒徑，同時粉體生產率也已經達到量化的需求。
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